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(57) Zusammcnfassung: Eine Vorrichtung dient zur Aufnahme einer optischen Baugruppe (12) in einer mehrere optische Baugrup- 
pen umfassenden Abbildungseinrichtung (7,7*). Insbesondere dient die Vorrichtung zur Aufnahme einer Linsengruppe in einem 
Objektiv. Die optische Baugruppe (12) ist uber wenigstens ein Entkopplungselement (14, 14', 16) in wenigstens einem Bereich in 
einer Tragstruktur ( 1 3) aufgehangt. Das wenigstens eine Entkopplungselement (14,14', 16) ist in dem wenigstens einen Bereich in 
seiner resultierenden Wirkung cine moglichc Bewegung in wenigstens einer gceignctcn von drei orthogonalcn Raumrichtungcn hin- 
sichtlich Rotation oder Translation behindert ist, sodass zumindest eine statisch bestimmte Lagerung entsteht 
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Vorrichtuncr zur Aufnahme einer optischen Baugruppe in einer 

Abbildunaseinrichtung 

5 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufnahme einer 
optischen Baugruppe in einer mehrere optische Baugruppen urn- 
fas senden Abbildungseinrichtung, insbesondere zur Aufnahme 
einer Linsengruppe in einem. Objektiv. 

10 Aus dem allgerneinen Stand der Technik sind verschiedene opti- 
sche Abbildungseinrichtungen, wie beispielsweise Objektive, 
Teles kope oder dergleichen, bekannt, welche sich aus mehreren 
optischen Baugruppen zusammensetzen. Urn eine adequate Funkti- 
onsweise zu gewahrleisten, milssen die einzelnen optischen 

15 Baugruppen dabei in einer festen Anordnung zueinander positi- 
oniert sein. Die einzelnen Baugruppen mussen also sehr posi- 
tionsstabil zueinander gehalten werden. Dies gilt insbesonde- 
re auch bei katadioptrischen Abbildungseinrichtungen, also 
solchen, welche in einzelnen ihrer Baugruppen Linsen und in 

20 anderen ihrer Baugruppen Linsen und/oder Spiegel aufweisen. 

Prinzipiell ist es aus dem allgerneinen Stand der Technik au- 
fcerdem bekannt, dass jede der Baugruppen einen sogenannten 
neutralen Punkt aufweist. Dies bedeutet, dass dieser Punkt 

25 hinsichtlich der optischen Sensitivitat dergestalt neutral 
ist, dass eine kleine Rotation der Baugruppe urn diesen Punkt 
keinen Bildversatz erzeugt- Eine Konstruktion jeder einzelnen 
der optischen Baugruppen in der Art f dass diese sich mit aus- 
reichend kleinen Winkeln urn den neutralen Punkt drehen kSnn- 

30 te, mag zwar prinzipiell moglich sein, hat jedoch den gravie- 
renden Nachteil, dass dies sehr aufwendige Lagerungen erfor- 
derlich macht, und dass die Steifigkeit der gesamten Abbil- 
dungseinrichtung darunter leidet. 

35 Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine Aufhangung fur 
eine Baugruppe in einer Abbildungseinrichtung zu schaffen, 
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welche eine ausreichende Steifigkeit erreicht, ohne dabei ei- 
nen durch Erwcirmung oder dergleichen erzeugten Zwang auf ihre 
Tragstruktur zu erzeugen, und welche auiierdem so ausgebildet 
ist, dass ein Drehpunkt fur die erste Schwingungsf orm zurain- 
5 dest annahernd im Bereich eines neutralen optischen Punkts 
der Baugruppe liegt. 

Erf indungsgemaft wird diese Aufgabe dadurch gelost, dass die 
optische Baugruppe uber wenigstens ein Entkopplungselement in 

10 wenigstens einem Bereich in einer Tragstruktur aufgehangt 
ist, wobei das wenigstens eine Entkopplungselement in dem we- 
nigstens einem Bereich in seiner resultierenden Wirkung in 
wenigstens einer geeigneten von drei orthogonalen Raumrich- 
tungen hinsichtlich Rotation oder Translation steif ist, so 

15 dass zumindest eine stat'isch bestimmte Lagerung entsteht. 

Das "oder" zwischen Rotation und Translation ist dabei einer- 
seits als Auswahl zwischen Rotation und Translation und ande- 
rerseits als {Combination aus Rotation und Translation zu ver- 
20 stehen. 

Die erf indungsgemaBe Losung bietet also den Vorteil, dass die 
Baugruppe an sich sehr steif ausgebildet werden kann und dann 
uber das wenigstens eine Entkopplungselement, welches bei- 

25 spielsweise radial weiche Federelemente aufweist, aufgehangt 
wird, wobei die Baugruppe ebenfalls zusatzlich in einer zwei- 
ten Ebene tiber beispielsweise tangential steif e, jedoch axial 
weiche Federelemente gehalten werden kann. Ober die Lage der 
beiden Auf hangungspunkte zueinander und die bei der Konstruk- 

30 tion wahlbare Steifigkeit der Entkopplungselemente kann au- 
Berdem erreicht werden, dass eine erste Eigenf requenz ausrei- 
.chend hoch liegt, und dass die zugehorige erste Eigenform urn 
den neutralen Punkt der optischen Baugruppe dreht. Durch die 
Entkopplungselemente werden aufcerdem thermal unterschiedliche 

35 Ausdehnungen bedingt durch Temperatur- oder Werkstof funter- 
schiede zwischen der optischen Baugruppe und Tragstruktur, in 
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welcher die optische Baugruppe aufgehangt wird, insoweit kom- 
pensiert, dass diese weder vertikal noch radial zu schadli- 
chen Zwangen fuhren. 

5 Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben 
sich aus den Unteranspruchen und werden nachfolgend anhand 
eines Ausfuhrungsbeispiels, welches anhand der Zeichnung er- 
lautert wird, deutlich. 

10 Es zeigt: 

Figur 1 eine Prinzipdarstellung einer Projektionsbelich- 
tungsanlage fur die Mikrolithographie, welche zur 
Belichtung von Strukturen auf mit photosensitiven 
15 Materialien beschichtete Wafer verwendbar ist; 

Figur 2 eine prinzipmaMge Darstellung einer ersten Ausfuh- 
rungsform der erf indungsgemSften Vorrichtung; 

20 Figur 3 eine prinzipmaflige Darstellung einer beispielhaf ten 
katadioptrischen Abbildungseinrichtung; 

Figur 4 eine Prinzipdarstellung der Funktionsweise einer 
zweiten erf indungsgemafien Aufhangung; 

25 

Figur 5 eine Prinzipdarstellung einer Ausfiihrungsf orm der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung nach Figur 4; und 

Figur 6 eine Draufsicht auf eine alternative Ausfuhrungs- 
30 form der erfindungsgemaBen Vorrichtung. 

In Figur 1 ist eine Projektionsbelichtungsanlage 1 fur die 
Mikrolithographie dargestellt. Diese dient zur Belichtung von 
Strukturen auf mit photosensitiven Materialien beschichtetes 
35 Substrat, welches im allgemeinen uberwiegend aus Silizium be- 
steht und als Wafer 2 bezeichnet wird f zur Herstellung von 
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Halbleiterbauelementen, wie z.B. Computerchips . 

Die Projektionsbelichtungsanlage 1 besteht dabei im wesentli- 
chen aus einer Beleuchtungseinrichtung 3, einer Einrichtung 4 
zur Aufnahme und exakten Positionierung einer mit einer git- 
terartigen Struktur versehenen Maske, einem sogenannten Re- 
ticle 5, durch welches die spateren Strukturen auf dem Wafer 
2 bestimmt werden, einer Einrichtung 6 zur Halterung, Bewe- 
gung und exakten Positionierung eben dieses Wafers 2 und ei- 
ner Abbildungseinrichtung namlich einem Projektionsobjektiv 
7. 

Das grundsatzliche Funktionsprinzip sieht dabei vor, dass die 
in das Reticle 5 eingebrachten Strukturen auf den Wafer 2 be- 
lichtet werden, insbesondere mit einer Verkleinerung der 
Strukturen auf ein Drittel oder weniger der ursprunglichen 
Grofce. Die an die Projektionsbelichtungsanlage 1, insbesonde- 
re an das Projektionsobjektiv 7, zu stellenden Anf orderungen 
hinsichtlich der Auflosungen liegen dabei im Bereich von we- 
nigen Nanometern. 

Nach einer erfolgten Belichtung wird der Wafer 2 weiterbe- 
wegt, so dass auf demselben Wafer 2 eine Vielzahl von einzel- 
nen Feldern, jeweils mit der durch das Reticle 5 vorgegebenen 
Struktur, belichtet wird. Wenn die gesamte Fiache des Wafers 
2 belichtet ist, wird dieser aus der Projektionsbelichtungs- 
anlage 1 entnommen und einer Mehrzahl chemischer Behandlungs- 
schritte, im allgemeinen einem atzenden Abtragen von Materi- 
al, unterzogen. Gegebenenf alls werden mehrere dieser Belich- 
tungs- und Behandlungsschritte nacheinander durchlaufen, bis 
auf dem Wafer 2 eine Vielzahl von Computerchips entstanden 
ist. Aufgrund der schrittweisen Vorschubbewegung des Wafers 2 
in der Projektionsbelichtungsanlage 1 wird diese haufig auch 
als Stepper bezeichnet. 



Die Beleuchtungseinrichtung 3 stellt einen fur die Abbildung 
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des Reticles 5 auf dem Wafer 2 benotigten Projektionsstrahl 
8, beispielsweise Licht oder eine ahnliche elelctromagnetische 
Strahlung, bereit. Als Quelle fur diese Strahlung kann ein 
Laser oder dergleichen Verwendung finden. Die Strahlung wird 
5 in der Beleuchtungseinrichtung 3 iiber optische Elemente so 
geformt, dass der Projektionsstrahl 8 beim Auftreffen auf das 
Reticle 5 die gewtinschten Eigenschaf ten hinsichtlich Durch- 
messer, Polarisation, Form der Wellenfront und dergleichen 
aufweist . 

10 

Ober den Projektionsstrahl 8 wird ein Bild des Reticles 5 er- 
zeugt und von dem Projektionsobjektiv 7 entsprechend verklei- 
nert auf den Wafer 2 iibertragen, wie bereits vorstehend er- 
lSutert wurde. Das Projektionsobjektiv 7 besteht dabei aus 
15 einer Vielzahl von einzelnen refraktiven und/oder reflektiven 
optischen Elementen, wie z.B. Linsen, Spiegeln, Prismen, Ab- 
schlussplatten und dergleichen. 

Figur 2 zeigt ein rein refraktives Objektiv 7, welches nur in 
20 einem Bereich in der Nahe eines neutralen Punktes PI bzw. im 
neutralen Punkt PI an einer Tragstruktur 13 iiber Entkopp- 
lungselemente 14 gehalten bzw. fixiert wird. Die Entkopp- 
lungselemente 14 ermoglichen erstens eine ' Lagerung, welche 
unterschiedliche Temperaturausdehnungen und Lagetoleranzen 
25 zwischen dem Objektiv 7 und der Tragstruktur 13 zuiasst, ohne 
unzulassige Krafte in das Objektiv 7 einzuleiten. Des weite- 
ren ermoglichen die Entkopplungselemente 14, welche als Fe- 
derelemente ausgebildet sind, als erste Schwingungsform m5g- 
lichst eine reine Rotation um den neutralen Punkt PI zu gene- 
30 rieren bzw. zu erzeugen. Dies konnte sowohl eine Kippbewegung 
um eine beliebige Achse orthogonal zu einer 'optischen Achse 
15 sein f als auch eine Taumelbewegung um die Objektivachse 15 
(entspricht der optischen Achse) und um den neutralen Punkt 
PI. 

35 

Da das Objektiv 7 somit in seiner ersten* Eigenform einer Ro- 
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tationsbewegung um eine Achse durch den neutralen Punkt PI 
und orthogonal zur Objektivachse 15 ausfuhrt, ist von dieser 
Eigenform nur eine geringe Bildvibration zu erwarten. Da der 
Beitrag der . Objektivschwingungsform zur Bildvibration klein 
5 ist, kann das Objektiv 7 mit einer hoheren Amplitude schwin- 
gen. 

Eine Fixierung des Objektivs 7 in nur einer Ebene besitzt 
noch weitere wesentliche Vorteile. Die Temperaturausdehnung 
10 in axialer Richtung (in z-Richtung) wird durch eine derartige 
Aufhangung nicht behindert. Des weiteren ist die Montage des 
Objektivs 7 in seiner Tragstruktur 13 einfach und kostehguns- 
tig. 

15 Figur 3 zeigt ein derartiges Projektionsobjektiv 7 nach Figur 
1, welches in diesem speziellen Fall als katadioptrisches Ob- 
jektiv 7', also mit reflektiven und refraktiven optischen E- 
lementen, aufgebaut ist. 

20 Das katadioptrische Objektiv 7 T gemafl der Darstellung in Fi- 
gur 3 umfasst dabei vier optische Baugruppen bzw. Untergrup- 
pen 9, 10, 11, 12, Die erste Baugruppe 9 umfasst dabei einen 
Spiegel 9a sowie nicht dargestellte horizontale Linsen. Die 
zweite Baugruppe 10 umfasst einen Doppelspiegel 10a, wahrend 

25 die dritte Baugruppe 11 Linsen aufweist. In der filr die hier 
dargestellte Erfindung interessanten vierten Baugruppe 12 
sind mehrere Linsen erkennbar, welche so angeordnet sind, 
dass die optische Achse der optischen Baugruppe 12 wenigstens 
annahernd in Richtung der Schwerkraft g verlauft, die Bau- 

30 gruppe 12 wird daher auch als vertikale Linsengruppe bezeich- 
nfet. 

In derartigen katadioptrischen Objektiven 7 f mussen diese 
einzelnen Baugruppen bzw. Untergruppen 9, 10, 11, 12 nun sehr 
35 positionsstabil zueinander gehalten werden. Prinzipiell sind 
dafttr zwei denkbare Wege moglich. Einerseits kann man die 
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Aufnahme der einzelnen Baugruppen 9, 10, 11, 12 in der Trag- 
struktur 13 des katadioptrischen Objektivs 7 f so steif aus- 
flihren, dass diese immer positionsstabil zueinander gehalten 
bleiben. Dies ist sicherlich teilweise moglich, hangt jedoch 
5 von den genauen Bedingungen der einzelnen Gruppen ab. In dem 
hier dargestellten Ausf iihrungsbeispiel soli dies in dem obe- 
ren, die Baugruppen 9, 10, 11 umf assenden Teil 13a der Trag- 
struktur 13, so realisiert sein. 

10 Fur die vergleichsweise aufwendige und schwere Baugruppe 12, 
namlich die vertikale Linsengruppe, ist es nur schwer moglich 
eine ausreichende Steifigkeit der Aufhangung zu gewahrleis- 
ten. Allerdings besitzt jedes optische System und damit auch 
jede der optischen Baugruppen 9, 10, 11, 12 einen sogenannten 

15 neutralen Punkt, wie unter Figur 2 bereits erwahnt. Dieser 
sogenannte neutrale Punkt kennzeichnet einen Punkt, urn den 
eine kleine Rotation der Komponenten keinen Bildversatz er- 
zeugen. Die Punkte sind also beziiglich der optischen Sensiti- 
vitat neutral. In dem in Figur 3 dargestellten Ausfiihrungs- 

20 beispiel sind dies beispielsweise der mit P2 gekennzeichnete 
Punkt fur die Baugruppe 9 und der mit P3 gekennzeichnete 
Punkt fur die Baugruppe 12. Mit der hier nachfolgend darge- 
stellten Losung wird es moglich eine erhohte Steifigkeit der 
Anbindung zu erreichen und die Lage des Drehpunktes der ers- 

25 ten Schwingungsf orm in die Nahe des neutralen Punktes der 
Baugruppe 12 zu legen. 

In Figur 4 ist die oben erwahnte Baugruppe 12 angedeutet, wo- 
bei hier die prinzipmaMge Funktionsweise der Aufhangung an- 
30 hand einer Zweidimensionalen Betrachtungsweise erlautert wer- 
• den soil. 

Die Baugruppe 12 ist in einem Aufienbereich liber Entkopplungs- 
elemente 14', welche hier als Federn mit der Federsteif igkeit 
35 CI prinzipmaMg. angedeutet sind, aufgehangt. Die Entkopp- 
lungselemente 14 1 verbiriden dabei die Baugruppe 12 und die 
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hier nicht naher dargestellte Tragstruktur 13. 

Nimrat man die optische Achse der Baugruppe 12 als z-Achse 15, 
sind die Entkopplungselemente 14 1 mit der Federsteif igkeit CI 
5 so ausgebildet f dass sie in axialer Richtung, also in Rich- 
tung der z-Achse 15, die Baugruppe 12 sicher halten. Ober 
weitere Entkopplungselemente 16 mit der Federsteif igkeit C2 
wird in einem anderen Bereich der Baugruppe 12 eine Festle- 
gung der Baugruppe 12 orthogonal zur z-Achse 15 bewirkt. 

10 

Die beispielsweise als Blattfedern ausgebildeten Entkopp- 
lungselemente 14' wurden in dem dargestellten Ausfiihrungsbei- 
spiel in der Figur 4 als Federn mit hoher Steifigkeit in z- 
Richtung wirkend idealisiert. In radialer und tangentialer 

15 Richtung wurde demgegenuber die Steifigkeit als sehr klein 
und damit vernachl&ssigbar angesehen. Die Entkopplungselemen- 
te 16 konnen durch die Ankopplung liber eine Membran nur eine 
horizontale Steifigkeit erzeugen. Fur die gesamte Anordnung 
kann damit durch ein Abstimmen der Federsteif igkeiten CI und 

20 C2 sowie die Lage der Federn in den entsprechenden Bereichen 
der Baugruppe 12 eine erste Resonanzf requenz erreicht werden, 
welche ausreichend hoch, beispielsweise oberhalb von 500 Hz 
liegt, und gleichzeitig eine zugehorige Schwingungsf orm auf- 
weist, welche sich in einer Rotation urn den mit P3 bezeichne- 

25 ten neutralen Punkt der Baugruppe 12 auBert. 

In Figur 5 ist nun ein detaillierteres Ausf uhrungsbeispiel 
dargestellt . 

30 Auch hier sind wiederum die Baugruppe 12, ein Teil der Trag- 
struktur 13 sowie die Entkopplungselemente 14' , 16 zu erken- 
nen. Die Tragstruktur 13 ist beispielsweise als Struktur aus- 
gebildet, welche sich sehr genau bearbeiten lasst. Dadurch 
kann die Baugruppe 12 uber in diesem Fall als axial sehr 

35 steife, jedoch radial weiche und tangential weniger steife 
Entkopplungselemente 14 1 angekoppelt werden. 
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In dem zweiten Bereich der Baugruppe 12 , in welchem die zwei- 
ten Entkopplungselemente 16 dargestellt sind, sind diese nun 
etwas aufwendiger ausgebildet als in dem vorherigen prinzip- 
5 maMgen Beispiel in der idealisierten Weise dargestellt. 

Die Entkopplungselemente 16 bestehen aus einer radial steifen 
und axial weichen Membran 17, die an einem umlaufenden stei- 
fen Ring 18 befestigt ist und die Baugruppe 12 radial in Po- 
10 sition halt, ohne dass dies zu axialen Zwangen fuhren kann, 
da die Membran 17 in Richtung der z-Achse 15 weich ausgebil- 
det ist. 

Der steife Ring 18 ist nun uber weitere Federelemente 19, 
15 welche radial weich und in axialer und tangentialer Richtung 
steif sind, mit der Tragstruktur 13 verbunden. Der Aufbau mit 
den beiden Entkopplungselementen 14', 16 ergibt dabei gegen- 
iiber einer herkommlichen Einf lanschlosung eine weitaus h5here 
Steifigkeit hinsichtlich Rotation und kann auBerdem aufgrund 
20 der eingesetzten Federsteif igkeiten und der exakten Position 
der Entkopplungselemente 14', 16 so ausgelegt werden, dass 
eine erste Eigenf requenz ausreichend hoch, z.B. uber 500 Hz, 
liegt. Die zugehorige Schwingungsf orm zu dieser Eigenf requenz 
dreht dabei annahernd urn den neutralen Punkt P3 der Baugruppe 
25 12. 

AuBerdem kann die Problematik von thermischer Ausdehnung der 
Fassungen der Baugruppe 12 -gegemiber der Tragstruktur 13, li- 
ber die Entkopplungselemente 14', 16 so entkoppelt werden, 
30 dass die unterschiedlichen thermalen Ausdehnungen nicht zu 
radialen oder axialen Zwangen fuhren, welche die Baugruppe 12 
schadigen konnten. 

Zusatzlich mussen die Entkopplungselemente 14' dabei nicht, 
35 wie hier dargestellt, senkrecht angeordnet werden. Es sind 
hier auch Varianten denkbar, bei weichen die entsprechenden 
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chrag angestellt sincl (nicht darge- 



stellt) . Dadurch kann zxi Justagezwecken ein Drehpunkt ge- 
schaffen werden, urn den die Baugruppe 12 bei Nichtfixierung 
in dem zweiten Bereich, also im Bereich der Entkopplungsele- 
5 mente 16, gedreht werden kann. Nach Erreichen der richtigen 
Einbaulage kann dann die Fixierung im Bereich der Entkopp- 
lungselemente 16 erfolgen. 

In Figur 6 ist nun eine weitere Ausf uhrungsf orm dargestellt, 
10 welche aufzeigt, dass die oben beschriebene Losung aus Memb- 
ran 17, steifem Ring 18 und Federelement 19 fur die Entkopp- 
lungselemente 16 nicht der einzige gangbare Weg ware. Die in 
Figur 6 dargestellten Entkopplungselemente 16 sind als drei 
tangential angreifende Stabe realisiert, welche uber Festkor- 
15 pergelenke mit der Baugruppe 12 verbunden sind. 

Es ist damit ein hinsichtlich seiner Funktion vergleichbarer 
Aufbau, wie durch die Entkopplungselemente 16 aus Membran 17, 
steifem Ring 18 und Federelementen 19 denkbar, wobei der Auf- 
20 bau mittels der drei tangential angreifenden Entkopplungsele- 
mente 16 deutlich weniger Bauraum beansprucht als die zuvor 
beschriebene Losung. 
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Patentansprtiche 

1. Vorrichtung zur Aufnahme einer .optischen Baugruppe in ei- 
ner mehrere optische Baugruppen umf assenden Abbildungs- 
einrichtung, insbesondere zur Aufnahme einer Linsengruppe 
in einem Objektiv, dadurch gekennzeichnet, dass die opti- 
sche Baugruppe (12) uber wenigstens ein Entkopplungsele- 
ment (14 , 14 f ,16) in wenigstens einem Bereich in einer 
Tragstruktur (13) aufgehangt ist, wobei das wenigstens 
eine Entkopplungselement (14,14 f ,16) in dem wenigstens 
einen Bereich in seiner resultierenden Wirkung eine mog- 
liche Bewegung in wenigstens einer geeigneten von drei 
orthogonalen Raumrichtungen hinsichtlich Rotation oder 
Translation behindert ist, so dass zumindest eine sta- 
tisch bestimmte Lagerung entsteht. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
die optische Baugruppe (12) uber die Entkoppiungselemente 
(14' ,16) in wenigstens zwei verschiedenen Bereichen in 
der Tragstruktur (13) aufgehangt ist, wobei die Entkopp- 
iungselemente (14' ,16) je Bereich in ihrer resultierenden 
Wirkung in wenigstens einer geeigneten von drei orthogo- 
nalen Raumrichtungen hinsichtlich Rotation oder Transla- 
tion steif sind, so dass zumindest eine statisch bestimm- 
te Lagerung entsteht. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Objektiv (7) als katadioptrisches Objektiv fur eine 
Projektionsbelichtungsanlage (1) fur die Mikrolithogra- 
phie ausgebildet ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Entkoppiungselemente (14 1 ) in dem einen Bereich, in 
welchem der Lastabtrag an die Tragstruktur (13) erfolgt, 
in der Raumrichtung wenigstens annahernd parallel zur 
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Schwerkraft (g) steif ausgebildet sind, wobei in dem an- 
deren Bereich die AufhSngung der optischen Baugruppe (12) 
in der Tragstruktur (13) iiber eine Kombination aus tan- 
gential steifen Entkopplungselementen (19) und einer 
Membran (17) erfolgt. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die tangential steifen Entkopplungselemente (19) und die 
Membran (17) iiber ein steifes Zwischeneleraent (18) ver- 
bunden sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Entkopplungselemente (14 M6) als Blattfe- 
derelemente ausgebildet sind. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Entkopplungselemente (14') in dem einen Bereich, in 
welchem der Lastabtrag an die Tragstruktur (13). erfolgt, 
in der Raumrichtung wenigstens annahernd parallel zur 
Schwerkraft (g) steif ausgebildet sind, wobei in dem an- 
deren Bereich die Aufhangung der optischen Baugruppe (12) 
in der Tragstruktur (13) iiber eine Vielzahl von tangenti- 
al steifen, axial und radial weichen Elementen erfolgt. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Position der Bereiche, die Ausrichtung der 
Blattfederelemente und die Federsteif igkeit der Blattfe- 
derelemente so gewahlt ist, dass eine erste Eigenform der 
Schwingung urn einen hinsichtlich der optischen Sensitivi- 
tat neutralen Punkt (P3) der Baugruppe (12) dreht. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche * 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Entkopplungselemente (14', 16) so 
gewahlt sind, dass thermische Ausdehnungen zwischen der 
Tragstruktur (13) und der Baugruppe (12) nicht zu mecha- 
nischen Zwangen fuhren. 
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10. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 9 in einer Projektionsbelichtungsanlage (1) fur die 
Mikrolithographie . 

5 



